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１．概要（Summary） 

エリプソメータは薄膜の測定が簡便に素早く行うことが

できる。ALD 装置による Al2O3 薄膜の膜厚分と膜質の評

価、また、スパッタ装置による SiO2 薄膜の膜厚分評価や

Ar スパッタによるエッチングレートの試算など各種薄膜の

膜厚、膜質測定のデータを取得した。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

エリプソメータ 

 

・実験方法 

 真空排気したチャンバー内に 4 inch の Si 基板を設置し、

N2 をキャリアガスとして一定の流量でフローさせながら、

TMA(トリメチルアルミニウム)とH2Oを交互にALDパルス

バルブを用いて交互にチャンバー内に導入することにより、

膜厚をサブnm単位でコントロールした緻密なAl2O3薄膜

を作成することが出来る。作成した薄膜をエリプソメータで

測定し膜厚と屈折率から成膜した薄膜の評価を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

4 inch の Si 基板に置いて、中心と前後左右 20 mm の

位置において作成した薄膜の膜厚分布を測定した。結果

は 5 点の平均で 114.5 nm で最大値、最小値の誤差は

1.8 %程度となっており非常に分布の良い成膜となってい

ることが確認できた。(Fig. 1) また、得られた屈折率も

1.65 程度で一般的な Al2O3 の屈折率と比べて遜色がな

いことが確認された。 

 

 
Fig. 1 Film thickness distribution 

of the Al2O3 film on the Si. 
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